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「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」

及「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關

連線之固定污染源」修正草案第二場公聽會會議紀錄 

 

一、時間：中華民國 106年 9月 27日（星期三）上午 9時 30分 

二、地點：文化大學大新館（臺北市中正區延平南路 127號）4F數位演

講廳 

三、主席：謝副處長炳輝                                            記錄：陳月詩 

四、出（列）席單位及人員：如會議簽名單。 

五、主席致詞：略。 

六、單位簡報：略。 

七、綜合討論： 

（一） 敦南科技股份有限公司基隆廠 

1. 針對操作參數連線項目(簡報 P.36)，其他防制設備洗滌塔、袋

式集塵器、旋風集塵器…等操作參數上傳，但酸氣(無機酸)及

粒狀物與揮發性有機物管制無關，若針對其他污染物之防制設

備進行上傳，則會比電力業、廢棄物焚化爐等大型污染源管制

嚴格。而且本廠袋式集塵器、旋風集塵器每年開機累積時數未

達 1 季，有其必要進行上傳？再者針對無機酸或鹼之洗滌塔，

本廠相信排放量也不像電鍍及表面處理業大有必要進行上傳？ 

2. 承上，若操作參數連線，則應於法規中詳列相關格式碼以及相

關報表主檔格式，以利後續配合相關作業。 

 

（二） 力成科技股份有限公司 

1. 監測設備廠商少，如何能在 1年內全部完成連線。 

2. 本公司依半導體法規設置監測設備，每季依法申報，不知為何

還需要連線，環保局的現場查核難道是假的？ 
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3. 環保局與環保局委辦公司跟署內意見不同，委辦公司人員對法

規完全不了解，如何審查我們的申報資料，我們業界沒有義務

對委辦進行教學。 

4. 分時系統為署內技轉技術，但分時系統會容易產生無效數據，

建議每季有效監測時效百分率 95%進行調整。 

5. 本廠出口濃度約 8 ppm，排放量約 0.1 kg/hr，還有需要裝設連

線設備？建議半導體業不需納入第 5批。 

6. 本廠依法規設置監測設備，但本法實施後監測時數提高至 95%，

導致需另外購置儀器當作備機並列於確認報告書，這將增加各

企業設置成本。 

 

（三） 未具名單位 

1. 監測數據增訂 15分鐘平均值計算方式，每 1筆 15分鐘平均值

應為 75%以上的有效數據值進行平均，與 CEMS管理辦法修正

草案之修正條文第 6 條分時系統監測設施，其連續監測時間應

平均分配，二者是否有衝突。 

2. 監測設施備用主機如何管理？同一集團不同廠區可共同使用備

機？能否由監測設施廠商準備備用主機提供給業界使用？ 

3. 操作性能規範為本次新增規範項目，且目前已將濃度、效率納

入監測，是否仍有必要再進行操作條件參數監測，另部分操作

參數是否已有電子式儀器，可應用於監測系統上，及是否有執

行校正比對的完整技術可來執行。 

4. 揮發性有機物(VOCs) 分析儀備機上線適法性規則，需有建立備

機使用原則說明 (平常校正、測試…等)，同公司是否可共用備

機？ 

5. 公告管理時間應為緩衝期，讓業者有充裕的時間可以進行因應

的執行管理，建議可試行一段時間後，再來公告執行監測管理。 

 

（四） 巫淑綾 
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製程歲修須於前 1 個月向主管機關提報，因製程變化性接單量

變化，可否比照廢水方式於前 1 天或是修正前 1 週提報，提報

方式採取發文、傳真、電話、或是網路填報方式。 

 

（五） 台灣半導體股份有限公司 利澤廠 

1. 簡報第 9 頁表列了光電業、半導體業、膠帶業，同樣針對

VOCs 三種行業設定的標準皆不同，以排放量來看半導體與膠

帶業是 10倍 (0.6和 6 kg/hr的差別)，請問如何訂定這樣不公平

的法令，又把這三種行業放到第 5 批一起執行。又在這次固定

污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法(以下簡稱 CEMS

管理辦法)修正草案直接把半導體原材料 50 噸以上，加上廢氣

導入處也要設置 CEMS，是否是經過審慎評估，亦或是「順便」

偷渡法令逼迫半導體修法，希望能審慎檢討所有產業是不是根

據排放量設定門檻，例：本廠原物量超過 50噸，但是製程特性

只是離心甩乾後才烘烤，所以入口濃度約 350 ppm，又以沸石

濃縮加觸媒焚化，使出口濃度低於 15 ppm，換算排放量才

0.084 kg/hr，卻一樣要納入 CEMS被監測。 

2. 簡報第 45 頁寫到已設置需於 1 年內完成設置，國內 CEMS 儀

器廠商在短時間瓜分第 5 批的這些業者，能否在 1 年內確定完

成確認連線？ 

3. 會議中提到半導體的原物料會比較污染嚴重傷身，半導體行業

中不見得使用物料製程一樣，例如本廠製造二極體也是半導體

行業別，光電元件業更明顯，面板所有元件製造廠如偏光板、

LED都一體適用於同一個法規及 CEMS規定，同樣原物料都嚴

重傷身？ 

4. 台灣半導體協會，會中一直跟該協會要數據要資料要型號，如

何確保該協會完全掌握全國的半導體業者，沒加入該協會環保

署就不用參考？ 

5. 建議第 6 批將家庭拜拜、廟宇燒金納入連續自動監測，以達到

此次修正緣由「掌控量，沒有限制排放量」，達到保護環境的

目的。 
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（六） 友達光電股份有限公司 

實際修正後各項條文、準確度、計算公式修正後有效監測率由

85%提升至 95%有無辦法達到，是否有機會找光電業、半導體

業、膠帶業的業界各找一家廠商示範執行、能做到後再公告，

一來可有實際執行經驗，二來其他公司可觀摩及參考做法。 

 

（七） 台灣科學工業園區科學工業同業公會環境保護委員會 

1. 誠如大署所統計目前第 1 ~4 批已管制全國 76% 排放量，而此

次第 5 批之光電業與半導體業之排放量不高，甚至半導體業每

廠約只在 5-20 噸/年左右，此管制若一體適用是否兼顧環保管

理及經濟上的平衡，尚請考量。 

2. 針對半導體產業之 CEMS管制建議如下： 

(1) 光電與半導體並非同一行業，製程差異大，亦適用不同法規，

建議分別考量。半導體業現有法規僅規定須設置「流量、濃

度監測器」並未要求依 CEMS 之規格。所須投入之監測設施

成本極高。在排放量小的狀況下，不具經濟效益，亦無減量

效益。建議半導體業之排放量<1.3 kg/hr 之工廠，得予免設。

同光電業之門檻。勿以物料使用量為門檻，而以排放量為考

量。  

(2) 半導體業之發展已超過 30年，部分既設工廠有設置困難。建

議區分新設及既設廠給予不同條件：新設廠以法規公告後開

始設計發包者，依 CEMS 設置連線。既設廠達設置門檻者，

以現有監測數據連線。另建議既設廠已採行最佳可行控制技

術者得免設。 

3. 針對技術規格部分： 

(1) 有效監測率>95%，就算將每日測試或工安相關檢查亦有達成

上的困難。建議酌予放寬或採逐步加嚴的方式。 

(2) 現行備用設備會有共用情形，建議對移動式備用偵測設備之

共用模式給予適當規範。 



 5 

(3) 建議操作參數 6 min 及濃度 15 min 之上傳可拉一致為 15 min 。

並考量操作參數上傳的必要性。 

4. 修法的目的應該是減量，而不是掌握污染源，偵測本身只是一

種手段，建議環保署不應以理想性來做為制定法規的核心價值。

知識不能被使用，也只是垃圾而已。建議大署以務實方法讓好

的法案，能有效的推動，別的國家如何訂，不應是臺灣考量，

以社會責任角度，該改善就該訂定，臺灣的技術已超英趕美，

但法規不是最嚴就是最好，適合的才最好。 

5. 緩衝期 2 年必須考量設備商是否有足夠量能支撐市場，否則會

產生想裝找不到廠商的窘境。尤其是小廠會被排擠。 

 

（八） 台灣半導體產業協會 

1. 半導體行業別連線要求，依草案公告為各製程，建議考量半導

體行業上、中、下游產業的污染特性差異，依製程別納管。 

例如：積體電路製造程序(260001)、晶圓包裝程序(260013)、積

體電路(IC)測試封裝製造程序(260014)，此三種程序 VOCs排放

污染差異大。建議理由詳後補充說明文件。 

【補充說明文件】 
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2. 半導體行業 CEMS 設置連線納管條件，為 50 噸有機原物料用

量，建議明確說明有機原物料的定義是指有機成份或原物料全

量計算。例如：屬有機物原物料未必為高揮發性 VOCs污染。 

 

（九） 中華民國企業環保協會 

1. VOCs CEMS 與傳統產氮氧化物/硫氧化物(NOx/SOx) CEMS 量

測的誤差與不確性差異甚大，而就同一系統而言，VOCs CEMS

測儀數量數倍於傳產 CEMS，統計上異常機率亦數倍於傳產，

應分開訂定。 

2. VOCs 測值之準確性完全無法預估，而與實際計量差異甚大，

導致 90%~10%的有設數據爭議甚大，例有效數據 100 ppm~900 

上游產業：晶圓製造 
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ppm，但實測值 80 ppm 的情況下，實際實驗室質量應該可達

110~120 ppm 量，因此，有效數據範圍爭議性極大，就專業上

來說，無法明確！ 

3. 建議： 

(1) 仍參照既有公告之性能規範實施。 

(2) 以既有設置設施的功能、架構及性能為主，不需另添加監測

設備的前提下，訂定有效數據標準，但若既有設備準確度太

差，應汰換。 

4. 目前問題的焦點在於 95%的規定過於嚴格，導致全無實施經驗

的業者擔心可能做不到，因此大量編列預算與人力，全國金額

可能數億到十多億，人力可能多數倍。但這些空前的花費，並

無法降低污染的成效，也無法提升監測數據的準確性，數據的

不確定性與誤差亦無法改進。易言之，代價會很高，但實質效

益卻無什影響。 

5. 建議讓業界自提提升有效監測的既有系統改善計畫，並務實實

施，在半年至 1 年時間內，由公會檢討，提出合理可行且花費

合理的標準。 

6. VOCs CEMS 連線務必簡化，實質上亦無如此複雜必要，希望

每套價位能在 70萬以下。 

 

（十） 台塑勝高科技股份有限公司 

1. 公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污

染源增訂第 5 批公私場所中，光電材料及元件製造業、半導體

製造業、膠帶製造業等三行業別，揮發性有機物污染防制設備

之廢氣導入處及排放口應設置揮發性有機物與排放流率監測設

施，主要係用於監測防制設備削減率及計算排放量。理論上入

口風量＝出口風量，而在入出口均安裝排放流率監測設施，反

而會因偵測器之誤差，造成入口風量>出口風量，或出口風量>

入口風量不合理現象，會讓外界誤解各公私場所有於數據上作

假，建議上述三個行業別，排放流率監測設施之設置應修正為
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導入處或排放口，可避免日後數據被誤解之困擾及減輕產業成

本負擔。 

2. 第 5 批要求設置連續自動監測設施及與主管機關連線的產業中，

光電材料及元件製造業小時排放量>1.3 kg、半導體製造業揮發

性有機物原物料年許可用量 50 噸以上或小時排放量＞0.6 kg、

膠帶製造業揮發性有機物原物料年許可用量 50噸以上且小時排

放量>6 kg，需設置連續自動監測設施及與主管機關連線。雖然

是考量產業別特性，但有排放量越小管制反而越嚴格，排放量

越大管制反而越寬鬆之觀感，實為不宜，建議統一以小時排放

量大於多少公斤方式訂定要求設置與連線，而各產業別要求設

置與連線之基準小時排放量，應分別聽取該產業別各公私場所

意見後方訂定之。 

3. 半導體製造業空氣污染管制及排放標準第五條規定裝設之流量

計或濃度偵測器，與固定污染源空氣污染物連續自動監測管理

辦法所規定之連續自動監測濃度及排放流率設施，要求設置規

格並非一致，但公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機

關連線之固定污染源修正草案第三項，卻將半導體業列為已設

置完成產業實為不當，應當再修正。 

4. 防制設備操作參數用途在於控制其削減效率，光電材料及元件

製造業、半導體製造業、膠帶製造業等三行業別均已要求於出

入口設置連續自動監測設施，可有效監控防制設備削減率，並

由所監測之削減率進行操作參數最佳化調整，但卻又再規定增

設操作參數之連續自動監測設施，無疑僅增加上述三產業之運

轉成本，削減產業競爭力，對實質空污減量並無幫助，亦不會

增加排放量及削減率監測之有效性，故操作參數監測設施不應

納入上述三行業別的管制項目內，請修正法案內容。 

5. CEMS管理辦法修正草案之修正條文第 15條規定，每季有效監

測率公式修正，將監測設施進行維護期間、進行零點或全幅偏

移測試期間均列為無效數據，且又將每季有效監測率提升到應

達 95%以上，除計算公式不合理，要求達 95%以上亦過於嚴苛，

公私場所在正常操作維護下恐就無法達到 95%之有效監測率，
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故第 15條應當再修訂，並需將定期校正、監測設施進行維護期

間、進行零點或全幅偏移測試期間、歲修停機期間等項目排除

在公式計算之總日曆天時數內，並給公私場所合理的修復時數，

重新訂定計算公式及有效監測率。 

6. CEMS 管理辦法修正草案之修正條文第 9 條規定，公私場所監

測設施汰換、拆除或量測位置變更時，應於汰換、拆除或變更

3 個月前向直轄市、縣（市）主管機關提報監測設施設置計畫

書，另監測設施之連線設施汰換時，應於汰換 1 個月前提報連

線計畫書，未將所有公私場所維護保養、故障排除作法考量在

內。部份公私場所在設備因故故障，無法立即排除，為符合有

效監測率規定，一般會備有備機，直接以備機將故障設備汰換

下來，保持持續有效監控，再將設備送修，另於現場實施定例

保養維護與故障排除時亦需拆下監測設施，進行零件清潔與更

換。應將上述更有效率維護監測設施確保有效偵測的方法考量

在內，明訂上述作法免提報監測設施設置計畫書，通報主管機

關即可施作，避免因為了符合規定反而中斷監測 3 個月的情況

發生。 

7. CEMS 管理辦法修正草案之修正附錄七揮發性有機物監測設施

之規範，其表 7-1 揮發性有機物監測設施之性能規格，第 3 項

相對準確度測試查核之相對準確度規定：排放濃度標準≥100 

ppm 容許誤差≤ 20% ，排放濃度標準<100 ppm 容許誤差≤15%，

有排放量越小管制反而越嚴格，排放量越大管制反而越寬鬆之

觀感，第 4 項相對準確度查核之相對準確度亦有相同現象，甚

不合理。另亦未考量到實際排放濃度小於 12.5 ppm之排放管道，

在許可的零點或全幅偏移值下就超過容許誤差≤15%或≤20%，

因低濃度排放管道極容易在各項合理許可的誤差值下（如檢測

方法、零點及全幅偏移）造成無法符合監測設施之性能規格，

應該僅比對不作修正，不納入第 3 項及第 4 項規範要求內，或

另訂適宜之規範。 

 

（十一） 園區產業 
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1. 「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定

污染源」修正草案公告事項第 5 項，明定經公告應完成連續自

動監測設施設置及與主管機關連線之對象，其監測設施與監測

結果。建議優先符合「各行業之空氣污染管制及排放標準」。 

2. CEMS管理辦法修正草案之修正條文： 

(1) 第 3 條第 5 項「操作參數監測設施需針對污染源設備及防制

設備進行操作參數量測」，建議修改為針對許可要求防制設

備監測項目，且不納入直讀型監測項目。另外針對監測空氣

污染物項目，建議依據各行業主要管制需求。 

(2) 第 5 條「同一污染源之排放氣體經二個以上排放管道排放時，

每一排放管道應設置監測設施。但排放量較小或僅含模組製

程廢氣之排放管道，經主管機關核准者，得免予設置。」，

建議修改為「同一公私場所排放之單一空氣污染物經二個以

上排放管道排放時」。  

(3) 第 9 條「公私場所因天然災害或其他不可歸責於己之事由，

致使監測設施毀損需替換監測設施時，應於毀損發生日後一

個月內向直轄市、縣、（市）主管機關提報監測設施設置計

畫書與監測措施說明書。」，建議以明確日數定義較不易發

生爭議，例如毀損發生日後 30日內。 

(4) 第 12條「公私場所監測設施或連線設施之操作、維護、連線

傳輸等內容與監測設施確認報告書或連線確認報告書記載內

容不符，且未涉及第九條規範時，應於操作內容異動前一個

月或基本資料異動事實發生後六十日內，向直轄市、縣（市）

主管機關重新提報監測設施確認報告書或連線確認報告書者，

得不需執行監測設施確認程序」，建議以明確日數定義較不

易發生爭議。倒數第二句末多一字「者」。  

(5) 第 13條第 1項第 1款「零點偏移及全幅偏移測試」，建議不

需特別要求於執行監測設施維護作業後進行一次。  

(6) 第 13條第 1項第 5款，操作參數（溫度、氣體流率、壓差）

符合操作許可即可，不需每季進行準確度校正與確認。建議

移除此項規定。  
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(7) 第 13 條第 5 項，(A)建議修正每年校正一次，(B)部分項目無

法校正。  

(8) 第 13條第 7項「監測設施需定期進行查核…」，未規範查核

之頻率。  

(9) 第 15條，監測設施之每季有效監測時數百分率，建議仍維持

85%以上，而非 95%以上。 

%100
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(10) 第 16 條「依附錄十二量測頻率及紀錄值計算所得之數據，

應作成紀錄，並以電子格式依下列規定保存：一、每次量測

之原始數據及其監測數據紀錄值，保存六年備查。」，留存

6年將造成資料庫內容龐大，建議修改為 3 年。 

(11) 第 20 條「前條之即時監測紀錄及每日監測紀錄，應於傳輸

模組保留六年備查；每月監測紀錄應於傳輸模組保留六年備

查。」，建議以電子格式保存即可，不建議定義保存位置。

且保留期限無需至 6年。 

 

（十二） 力成科技股份有限公司竹科分公司 

1. 有關本次納入管制之半導體業條件，雖然原物料量使用多，但

排放量佔全國少數，納入本次管制是否有其必要。 

2. 依現行半導體監測設施與本草案有相當之差異，像敞司現行裝

設分時系統，若為了符合 95%有效監測時數，需重新變更設置，

但公司當初也是依半導體自動監測設施標準設置的，現又要增

加額外花費，對於事業單位是一種多餘負擔且對環保無益處。 

3. 依本次增加管制之事業單位佔多數，連線後主管機關是否有效

審查，且各局處與署及委辦單位承辦人標準不一，良莠不齊，

若依本次草案實施各事業單位做了高額花費，但卻無人力審查，

且每月、每季又要再做申報，故裝設後之效益待考量。 

4. 該裝設標準，是否考量由防制設置考量，像：活性碳防制設備，

有效時數少且效率差，若增強該管制應可有效加強空污改善，

而非加強既有已裝設自動監測設備廠家。 
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5. 署裡說明科技日新月異，但分時系統為現況符合規範之機種，

且公司設施也是近 2~3 年才裝設，若署認為分時系統已不符現

今科技，那是否應該先停止業者裝設 10 年後，才可要求 95%

監測率。 

 

（十三） 中華民國台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會(TTLA) 

1. 綜合性建議： 

(1) 建議將光電業延後拉入第 5批公告連線，由 TEDS 資料分析，

光電業者的揮發性有機物排放量的貢獻度並非顯著，政府提

早納管也引發負向聯想，建請大署考量於第 6批以後再納入

公告。 

(2) 納入防制設備操作參數為連線監測項目，需準備時間，原光

電法要求之操作運轉記錄與草案不同，另具揮發性有機物排

放管道之 LS 防制設備部份操作參數（如壓差計或浮子流量

計等）為現場直讀式機械表，亦有困難度。 

(3) 揮發性有機物污染防制設備之廢氣導入處及排放口應設置揮

發性有機物排放流率監測設施，既設廠廢氣導入處端多為彎

管處，其擾流變異頗大，並無實質參考價值，建議修訂為新

設廠需符合。另光電法僅要求選擇一處設置。 

(4) 依固定污染源排放標準 2 hr超標即罰款，而新修正計算公式

連同停機一併計算，對使用 RTO 處理系統之業者無異是直

接開罰（RTO 需要升溫時間），困難度高，建議另定計算

條件。 

(5) 倘急促通過，廠商會遇到實務技術問題，卻無法提高污染物

減量，整體來講，並無達到立法之目的，建議待廠商硬軟體

皆符合要求及部份條文修正後再上線。 

2. CEMS管理辦法修正草案之修正條文內容建議： 

(1) 第 3 條第 5項：「操作參數監測設施，其量測項目為污染源

設備及防制設備相關之操作參數。建議維持原法規要求。」

建議僅須量測防制設備之操作參數且針對監測空氣污染物項

目，依據各行業主要管制需求。 
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(2) 第 5 條：「同一污染源之排放氣體經二個以上排放管道排放

時，每一排放管道應設置監測設施。但排放量較小或僅含模

組製程廢氣之排放管道，經主管機關核准者，得免予設置。」

建議修改為「同一公私場所排放之單一空氣污染物經二個以

上排放管道排放時」。 

(3) 第 13條：「公私場所應依下列規定進行監測設施之例行校正

測試、查核、保養及維護，並作成紀錄，保存六年備查。要

求監測設施之例行校正測試、查核、保養及維護，並作成紀

錄，保存六年備查。」建請大署考量資料量繁多與使用效益

性，建議將保存年限下修至 3 年以下。 

(4) 第 15條：「監測設施之每季有效監測時數百分率應達 95%以

上。前項每季有效監測時數百分率計算公式如下： 

%100
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A. 監測設施之每季有效監測時數百分率應達 95%以上。建

議有效監測時數百分率能依據「光電材料及元件製造業

空氣污染管制及排放標準第 8 條」標準採用 80% 。 

B. GC-FID 停機再確認的頻率高，有效數據時數維護困難度

高，每季有效監測率若修改為 95% ，每天要做完校正、

查核，加上月保養及停機維修，時間上會不足。 

C. 建議公式修正，有備機廠區按新公式計算，備機有可能

無法達標。應針對防制設備扣除切換機、設備停機等設

備運作特性需排除。 

D. 有效監測率標準是針對各點位監測項目(流量、濃度）監

測結果，亦或針對現行 2FV 報表之排放量乘算結果。 

(5) 第 16條：「公私場所固定污染源監測設施依附錄十二量測頻

率及紀錄值計算所得之數據，應作成紀錄，並以電子格式依

下列規定保存：一、每次量測之原始數據及其監測數據紀錄

值，保存六年備查。二、粒狀污染物不透光率六分鐘監測數

據紀錄值、粒狀污染物重量濃度、氣狀污染物、稀釋氣體、
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排放流率及操作參數十五分鐘及一小時監測數據紀錄值，保

存六年備查。三、廢氣燃燒塔監測項目十五分鐘及一小時監

測數據紀錄值，保存六年備查。監測設施依附錄十二量測頻

率及紀錄值計算所得之數據，應作成紀錄，並以電子格式保

存六年備查。」建請大署考量資料量繁多與使用效益性，建

議將保存年限下修至 3 年以下。 

(6) 第 20條：「前條之即時監測紀錄及每日監測紀錄，應於傳輸

模組保留六年備查；每月監測紀錄應於傳輸模組保留六年備

查。前條之即時監測紀錄及每日監測紀錄，應於傳輸模組保

留六年備查；每月監測紀錄應於傳輸模組保留六年備查。」

建請大署考量資料量繁多與使用效益性，建議將保存年限下

修至 3 年以下。 

3. 「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定

污染源」修正草案之修正內容建議： 

(1) 公告事項第 5 項：「明定經公告應完成連續自動監測設施設

置及與主管機關連線之對象，其監測設施與監測結果，應優

先符合固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法。」

建議既設廠區維持原法規要求，建議優先符合「各行業之空

氣污染管制及排放標準」。 

(2) 第 1 項附表「光電材料及元件製造業」應監測項目「揮發性

有機物污染防制設備之廢氣導入處及排放口應設置揮發性有

機物與排放流率監測設施。」，建議只針對公告後之新廠，

於廢氣導入處與排放口皆設置監測設施。 

 

（十四） 台灣水資源保育聯盟 

1. 半導體業者，是高科技代表，但是過去沒監測，不應該就認為

以後不必監測，尤其此行業往往製程無公開，而使用材料日新

月異，他國已有此監測辦法，而自稱高科技業者更不該有所藉

口不做。 
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2. 業者在此次公聽會自己也承認他們有些數據申報其實是不準的，

只是為了符合環保署的要求而做的申報數據，由此可見連續監

測更需要。 

3. 建議施行此計畫前，應先與儀器廠商溝通，讓廠商能更新設備，

提升技術，才不失立意良好，人民期待空污有所管制，但是大

廠抗拒，甚至會議中總怪環團，而環保署又將責任推給立法委

員。世界已有進一步技術監測方法，也請一併將可達 95%的資

料公開，以讓廠商有所依循。 

 

（十五） 綠色公民行動聯盟 

1. 對於本次 CEMS 管理辦法修正方向以及修正重點均給予高度肯

定。 

2. 擴大揮發性有機物監測對象，肯定環保署新增揮發性有機物監

測設施並將光電業、半導體業及膠帶製造業納入本批連線對象。

揮發性有機物的環境影響較大，建請評估擴大監測對象，如聚

氨基甲酸酯合成皮業。 

3. 監測項目應增加 TOC，為更準確掌握揮發性有機物的總排放情

況，應增加 TOC的監測項目。 

4. 監測 CPMS，為強化查核管制措施，新增監測 CPMS 有其必要，

但考量這些數據公開對於一般民眾了解工廠污染排放情形沒有

直接的幫助，以及確實有商業機密的考量，同意操作參數不公

開，但為了後續政府查核管制之用，監測 CPMS是必要的。 

5. 提高有效監測時數達 95%，有鑑於過去有效監測時數僅 85%，

使得不肖廠商有較大的空間為了規避違法超限，而將超限數據

註記為「監測設備保養維修」等無效數據，既然目前大部分廠

商監測數據的有效率都可達到 95%以上，表示在一切合理的操

作過程中，有效時數達 95%並非難事，因此提高有效監測時數

到 95%應為合理且必要。 

6. 新增重大違規事業連線及管制辦法，CEMS 是管制措施的最後

一道防線，為強化重大違規事業的管制方法，建請有繞流排放、

大量排放污染物或有害健康物質等情節重大者，應設置連續自
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動監測設施，並加強稽查頻率，以利主管機關即時掌握該事業

單位污染排放情形。 

7. 半導體業納入連線對象，過去半導體業並沒有設置監測設施，

僅採自主管理，可以理解直接納入修法後較過去嚴謹的標準會

有不適應的情緒。我們也同意不是所有煙囪都要裝設 CEMS，

且裝了 CEMS 也不代表問題就都會解決了，但既然如半導體業

者所說，想要共同為台灣環境努力，監測也僅是最後一道防線，

若前面源頭管控做的很好，其實不用擔心會有超限隨時被開罰

的可能，僅是將監測數據連線上傳公開而已，這同時也是讓民

眾對企業產生信任的開始，也才有機會洗刷半導體業高污染的

污名。 

8. 在面對業者強大的壓力面前，我們肯定環保署進行環境管制的

決心。 

八、結論： 

(一) 本次「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」及

「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定

污染源」修正草案公聽會議，各與會代表所提意見，本署將納

入草案修正參考，後續將依法制作業程序辦理第 2 次預告作業。 

(二) 為了解光電業、半導體業及膠帶業目前濃度監測設施之設置、

操作、維護、校正等狀況，請公私場所依附件表格填報並提供

105年度監測數據電子檔，於 106年 11月 10日前以電子郵件方

式傳送至 yueshih.chen@epa.gov.tw 信箱，以利作為草案修正之

參考資料。 

(三) 對於本次修正草案內容有其他意見、修正建議者，請於文到 1

週內與本案承辦人陳月詩助理環境技術師聯繫，電話（02）

2371-2121 分機 6216，傳真（ 02） 2381-0642，電子郵件

yueshih.chen@epa.gov.tw。 

九、散會：下午 12時 30分。 
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